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SiOx 박막의 특성 향상을 위한 대향 타겟식 스퍼터링 

공정의 최적화
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  SiOx 박막은 높은 극성과 치밀한 비정질 구조를 가지며 투과율이 높고 우수한 투습 특성으로 

반도체 및 디스플레이 분야에서 절연체, 보호막, 버퍼층 등 다양한 용도로 사용되고 있다. 기존에 

SiOx를 제작하기 위한 증착 공정들은 낮은 증착률과 재현성 등의 여러 가지 공정상의 문제점을 

가지고 있다. 따라서 치밀한 구조의 박막을 형성할 수 있는 기존의 sputter에 의한 증착 잇점을 

살리고, 플라즈마 또는 열에 의한 유기 층의 손상을 방지하기 위해서 본 실험에서는 대향 타겟식 

스퍼터링 (Facing target sputtering : FTS) 방법을 도입하였다. 대향 타겟식 스퍼터링법은 대면적 

증착과 고속 저온증착이 가능하고 높은 균일도의 장점들로 인해 활용분야가 넓다. 따라서 대향 

타겟식 스퍼터링법을 이용하여 증착된 SiOx 박막의 공정 조건으로 먼저 캐소드 자기장 배열에 

따른 플라즈마 안정성을 확인하고 타겟과 타겟 사이 거리 변화에 따른 공정 조건을 최적화 하였다. 
실험결과 제작된 SiOx 박막은 기존의 sputter에 비해 550 nm의 파장에서 약 85% 이상의 높은 투과

율과 240 Å/min의 높은 증착율을 가지면서 특히 저온 증착이 가능함을 확인하였다. 
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TiO2가 도핑된 ZnO 박막의 전기적 및 광학적 특성

서성보1, 윤현오1, 지승훈1, 배강*, 김화민1

1
대구가톨릭대학교 전자디스플레이 공학과

  Indium Tin Oxide (ITO) 박막은 가시광 영역에서의 높은 투과율과 전기전도성을 가지면서 높은 

일함수로 인해 LCD, PDP, OLED 등 다양한 전기표시소자의 투명전극으로 사용되고 있다. 그러나 

ITO는 전기적 불안정성 및 Indium 매장량의 고갈로 인한 가격의 상승 등의 문제점이 있다. 따라서 

본 실험에서는 ITO의 대체 전극으로 전기적, 화학적으로 안정적이며 매장량이 풍부하고 가격이 

저렴한 ZnO를 기반으로 한 TiO2가 도핑된 ZnO (TZO) 박막을 제작하였다. RF magnetron sputtering 
방법을 사용하여 제작된 TZO 박막은 타겟과 기판과의 거리를 고정하고, 증착 변수로는 RF 인가전

압을 변화시키며 TZO 박 막의 전기적 및 광학적 특성을 분석하였다. TZO 박막의 전기적 특성으로

는 4-point probe에 의한 면저항과 hall effect 측정으로부터 비저항과 이동도를 측정하였으며, 광학

적 특성으로 가시광 영역에서의 광 투과도 스펙트럼으로부터 굴절률과 광학적 에너지 밴드갭을 

측정하였다. 분석결과 본 실험에서 제작된 TZO 박막은 1.0×10-3 Ω·cm 이하의 낮은 비저항과 가시

광 영역에서 80% 이상의 높은 투과율을 가지므로 투명 전도성 전극으로 적용 가능하다.
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